Załącznik nr 1

Wymagania i parametry techniczne reaktora plazmowego (RIE/ICP) do trawienia dielektryków  i polimerów 

	Lp.
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta*

	1
	2
	3
	4

	1.
	Typ urządzenia
	
	podać

	2.
	Rok produkcji
	2010
	potwierdzić

	3.
	Kraj producenta urządzenia
	
	podać

	4. 
	Producent urządzenia
	
	podać

	5.
	Urządzenie
	Fabrycznie nowe, nieużywane


	potwierdzić

	6.
	Wymagania ogólne
	Stanowisko do trawienia plazmowego wyposażone w dwa, w pełni niezależne reaktory plazmowe (dwie komory procesowe) typu RIE ze źródłem plazmy ICP, przeznaczone do kontrolowanego i powtarzalnego trawienia cienkich warstw dielektryków, polimerów oraz metali szlachetnych osadzonych na podłożach krzemowych


	potwierdzić

	7.
	Rodzaje procesów
	Procesy trawienia:
komora 1 - SiO2, Si3N4, SiC, poliimidu; 

komora 2 - Pt, Au, Ni


	potwierdzić

	8
	Generacja plazmy
	Niezależna dla obu komór procesowych


	potwierdzić

	
	
	Źródła plazmy ICP optymalne dla trawienia podłoży 6”


	potwierdzić

	
	
	Generatory RF o mocy ( 3000 W,  z automatycznym układem dopasowania impedancji


	potwierdzić i podać

	9.
	Komory procesowe 1 i 2
	Każda jednopłytkowa, zoptymalizowana dla trawienia podłoży 4’’ oraz 6’’, o grubości do 1 cm
	potwierdzić

	
	
	Każda wykonana z aluminium bez połączeń spawanych i skręcanych 
	potwierdzić

	
	
	Każda wyposażona we flansze dla pompy, o średnicy ( 200 mm
	potwierdzić i podać

	
	
	Grzane komory
	potwierdzić

	
	
	Każda wyposażona w dwie flansze o średnicy ( 40 mm z oknem obserwacyjnym (viewport)
	potwierdzić i podać

	10.
	Elektrody podłożowe 
	Zasilane ze źródeł RF 13.56 MHz, o mocy:

a) ( 600 W (komora 1)

b) ( 300 W (komora 2),

z automatycznym dopasowaniem impedancji
	potwierdzić i podać

	
	
	Grzanie/chłodzenie elektrod podłożowych w zakresie -30 ( 80(C (lub szerszym) za pomocą urządzeń grzewczo-chłodzących sterowanych z poziomu komputera
	potwierdzić i podać

	
	
	Grzanie elektrody w komorze 2 do temperatury 350(C lub wyższej
	potwierdzić i podać

	
	
	Każda chłodzona helem z uchwytem mechanicznym dostosowanym do trawienia podłoży o średnicy 4” i 6”
	potwierdzić

	11.


	System próżniowy komór procesowych
	Niezależny dla każdej komory procesowej 
	potwierdzić



	
	
	Pompa sucha o wyd. ( 60 m3/h
	potwierdzić i podać

	
	
	Pompa turbomolekularna na łożyskach magnetycznych, o wydajności ( 1300 l/s
	potwierdzić i podać

	
	
	Automatyczna kontrola próżni wstępnej oraz ciśnienia w trakcie procesów, dla każdej komory
	potwierdzić

	12.
	Załadunek i transport podłoży krzemowych
	Niezależny dla każdej komory procesowej
	potwierdzić

	
	
	Próżniowe komory załadowcze wyposażone w pompy bezolejowe;
	

	
	
	Mechanizm załadowczy gotowy do załadunku podłoży 4’’; możliwość załadunku podłoży 6’’; mechanizm musi być odpowiedni dla podłoży zawierających cienkie membrany
	potwierdzić

	13.
	Interfejsy

cleanroom’owe
	Dla każdej komory interfejs odpowiedni do zamontowania w systemie „przez ścianę”
	potwierdzić

	14.
	Komputery z monitorami LCD
	Dwa niezależne zestawy komputerowe sterujące każdym z rektorów
	potwierdzić

	
	
	Konfiguracja minimum: procesor Intel Core 2 Duo, min. 2.66 GHz, 4 MB cache, pamieć RAM: min. 3 GB; dwa dyski twarde po min. 320 GB; nagrywarka DVD, wyjścia USB, system operacyjny Windows XP Pro lub Windows 7, Monitor LCD min. 17”, klawiatura, mysz, karta sieciowa, UPS ( 1500 VA/1000 W, stolik na wymienione komponenty komputerowe (kompatybilny z wymaganiami pomieszczenia typu cleanroom)
	potwierdzić i podać

	15.
	Detekcja końca trawienia
	Dla komory 1:

Detektor OES działający w zakresie 200 – 880 nm, z automatycznym wyborem jednej lub wielu długości fali;

możliwość używania detektora dla komory 2
	potwierdzić i podać

	16.
	Sterowanie reaktorów
	Niezależne sterowanie reaktorów (komora 1 i 2) przy pomocy komputerów z zainstalowanym oprogramowaniem współpracującym z systemem Windows XP Pro lub Windows 7
	potwierdzić i podać

	17.
	Linie gazowe

dla komory 1:

dla komory 2:
	7 linii gazowych wyposażonych w zawory, kontrolery przepływu (MFC) i manometry; w tym jedna linia grzana*:

C4F8*,CF4, O2, SF6, Ar, CHF3, He 

6 linii gazowych wyposażonych w zawory, kontrolery przepływu (MFC) i manometry, w tym trzy linie grzane z bypass’em *:
Cl2*, BCl3*, HBr*, Ar, O2, SF6 


	potwierdzić

	18.
	Dwuetapowy test akceptacyjny:

a) Wstępny test akceptacyjny w siedzibie Wykonawcy

b)Końcowy test akceptacyjny po instalacji i uruchomieniu urządzenia w siedzibie Zamawiającego


	Wykonanie procesów trawienia według załącznika nr  2 do siwz

Ocenie podlegać będzie szybkość trawienia, selektywność trawienia do fotorezystu (lub innego materiału np. SiO2 lub Si), powtarzalność procesów, oraz jednorodność trawienia na płytce; 

podłoża do procesów dostarcza zamawiający
	potwierdzić

	19.
	Termin wykonania przedmiotu zamówienia
	maksymalnie do  24 tygodni od daty zawarcia umowy, lecz dostawa urządzenia musi nastąpić nie wcześniej niż 15.10.2010 r.  
	podać

	20.
	Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia
	Dla trzech osób, podczas testów akceptacyjnych


	potwierdzić

	21. 
	Szkolenie w zakresie konstrukcji i bieżącego utrzymania urządzenia
	Dla trzech osób, w siedzibie Wykonawcy urządzenia, zapewnione w ciągu kilku miesięcy od instalacji urządzenia u Zamawiającego


	potwierdzić

	22.
	Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna 
	w języku polskim lub angielskim; 

· instrukcja obsługi: w formacie pdf  oraz jeden egzemplarz na papierze bezpyłowym

· dokumentacja techniczna: w formacie pdf  oraz jeden egzemplarz wydrukowany na papierze 


	potwierdzić

	23.
	Części zużywalne w okresie gwarancji
	Zapewnione, dostarczone wraz z urządzeniem


	potwierdzić i podać listę części zużywalnych

	24.
	Części zamienne
	Dostępność części zamiennych w okresie 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego


	potwierdzić

	25.
	Pomoc techniczna i procesowa 
	Dostępna przez telefon przez min. 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego


	potwierdzić

	26.
	Reakcja serwisu 
	W ciągu maksymalnie trzech dni roboczych od zgłoszenia awarii 


	potwierdzić

	27.
	Zapewnienie wsparcia technicznego oraz technologicznego
	Zapewnione w okresie 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego
	potwierdzić

	28.
	Okres gwarancji 
	Minimum 12 miesięcy - liczony od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego
	potwierdzić i podać

	29.
	Serwis pogwarancyjny
	Zapewnione w okresie 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego
	potwierdzić

	30.
	Wymagania instalacyjne
	Załączyć warunki instalacji

urządzenia elektryczne, gazowe i

inne.
	podać


* Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny Nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty
1
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